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Sposob oczyszczania wod przemyslowych lub Sciekéw w osadnikach
i urzadzenie do stosowania tego sposobu
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Przedmiotem wynalazku jest ulepszony wedlug
patentu gléwnego nr 55 692 sposéb oczyszczania wéd
przemyslowych lub §ciek6w w osadnikach i urza-
dzenie do stosowania tego sposobu.

Znane dotychczas osadniki wykonywane sg prze-
waznie jako betonowe otwarte zbiorniki, przez kt6-
re przeptywa zanie‘cgyszczona woda lub §cieki po-
zostawiajac w nich ciala state i odplywa przez
przelew jako oczyszczona.

Proces oczyszczania w jednym osadniku ma prze-
bieg cykliczny i trwa tak diugo, az cala zatozona
pojemno$§é osadnika zostanie wypelniona osadem.
Woé6wcezas przerywa sie dalszy doptyw Scieké6w i po
wstepnym zageszczeniu osadu wydobywa sie go na
plac zwalowy celem dalszego osuszenia.

Odsaczanie i osuszanie osadéw odbywa sie przez
grawitacyjne odprowadzenie wéd, co stanowilo do-
tychczas podstawowg wade i jednocze$nie bylo
przyczyng wydtuzonego okresu osuszania oraz pos-
toju osadnika.

Powyzsze niedogodnoéci zostaly usuniete dzieki
zastosowaniu sposobu oczyszczania w6d lub S$cie-
k6w w osadnikach wedlug patentu gléwnego
nr 55692, w ktérym to sposobie przeznaczona do
oczyszczenia ciecz jest kierowana do osadnika
z umieszczong na dnie masg fjltracyjng. W osadniku
tym ciala stale opadajg grawitacyjnie a ciecz prze-
lewows kieruje sie do drugiego osadnika z ktérego
dna poprzez mase filtracyjng wysysa sie pod ci§-
nieniem cala zawarto§é oczyszczonej powtérnie cie-
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czy. Po zapemieniu osadnik6w odcina sie doplyw
cieczy i podci$nieniem wytworzonym w masie fil-
tracyjnej zasysa sie ciecz z nagromadzonego osadu.

W urzadzeniu do stosowania sposobu wedlug pa-
tentu gléwnego nr 55692 osadniki s zaopatrzone
W poziome azurowe przegrody, pod ktérymi umiesz-
czona jest masa filtracyjna z siecig perforowanych
kolektor6w polgczonyich rurociggami z ssaws.

Podczas stosowania sposobu oczyszczamia cieczy
wedlug patentu gléwnego, stwierdzono nieoczekiwa-
nie, Ze proces sedymentacji zawiesin w osadnikach
o konstrukeji jak wedlug patentu gléwmego —
mozna przyspieszyé wykorzystujgc zjawisko elek-
troosmozy.

W tym celu przez ciecz w osadnikach przepusz-
cza sie prad staly o mapieciu do 24 V od elektrod
dodatnich umieszczonych w cieczy przy jej zwier-
ciadle do elektrod ujemnych umieszczonych w ma-
sie filtracyjnej w dnie osadnikéw.

Natezenie pradu jest zalezne od pH Sciekéw i wy-
soko$ci warstwy filtracyjnej cieczy.

W urzgdzeniu wedlug wynalazku w osadnikach
umieszeza sie w cieczy przy jej zwierciadle elek-
trody metalowe umieszczone w plywakach, a w
dnie osadnika w gérnej partii masy filtracyjnej
znajdujg sie elektrody poziome umieszczone prze-
miennie w stosunku do perforowanych kolektoréw
ssawnych.

Przykladowe wykonanie urzadzenia wedlug wy-
nalazku pokazano na rysunku, na ktérym fig. 1
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przedstawia widok osadnika z géry, afig. 2 —
jego przekrdj wzdiuz linii A—A wedlug fig. 1.
W osadniku 1, w jednym jego koncu znajduje sie
doplyw 2 wéd zanieczyszczonych lub §Sciek6w. Na
dnie osadnika jest ulozona warstwa filtracyjna 3,
w ktérej przy dnie osadnika ulozone s3g poziome
perforowane rurociggi ssawne 4 polgczone z ruro-
ciggiem zbiorczym 5 poprzez zbiornik 6 z pompa
wodng 7 i pompg prézniowsg 8.

W gbrnej warstwie masy filiracyjnej 3 sg utozone
elektrody poziome 9 ujemne, umieszczone przemien-
nie w stosunku do perforowanych rurociggéw ssaw-
nych 4 i polgczone ze Zr6dlem pradu stalego 10 ka-
blem 11. W poblizu zwierciadla oczyszczonej cieczy
12 umieszczone sg na plywakach 13 pionowe elek-
trody dodatnie 14 potgczone kablem 15 ze Zré6diem
pradu statego 10. .

Spos6b oczyszczania przebiega mastepujgco: Scie-
ki oczyszczane doprowadzane sg do osadnika 1 do
z gory ustalonego poziomu, nastepnie wlacza sie

pompe wodna 7 i pompe prézniowsg 8 aby doplyw'

§ciek6w byl zapewniony w spos6b ciggly.

Elektrody ujemmne 9 i dodatnie 14 podlacza sie
do Zrédila pradu statego 10 o mapieciu do 24 V.
Dzigki podciS$nieniu w rurociggach ssawnych 4
i zjawisku elektroosmozy nastepuje szybka sedy-
mentacja zawiesin. Po zapelnieniu osadnika osada-
mi przerywa si¢ doplyw Sciek6w, a nadal pracuja-
cy uklad powoduje usunigcie wody ze Sciekéw,
przy czym w kohcowej fazie osuszamnia pionowe
elektrody dodatnie 13 whijajg sie w osad i zacho-
dzi proces osuszania osadu.
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Spos6b i urzgdzenie wedlug wynalazku zapewnia
szybkie mechaniczne oczyszczenie Sciek6w i moz-
liwy jest do zastosowania w kazdych projektowa-
nych i istniejgcych osadnikach.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b oczyszczania wéd przemystowych lub
Scieké6w wedlug patentu nr 55692, polegajacy na
kierowaniu wstepnie oczyszczonej cieczy do osad-
nika, z ktérego dna poprzez mase filtracyjng wy-
sysa sie podciSnieniem oczyszczong powtor iie
ciecz, znamienny tym, ze proces sedymentacji
w osadniku (1) przyspiesza si¢ przepuszczajac przez
ciecz prad staly o napieciu do 24 V i natezeniu za-
leznym od Ph cieczy i wysokoSci filtrowanej cie-
czy od elektrod dodatnich (14) umieszczonych
w oczyszczonej cieczy (12) przy jej zwierciadle do
elektrod ujemnych (9) umieszczonych w masie fil-
tracyjnej (3) w dnie osadnika (1).

2. Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug
zastrz. 1, sktadajgce sie z osadnika ze zloZzem fil-
tracyjnym, w dnie ktérego jest umieszczona masa
filtracyjna z siecig perforowanych poziomych ruro-
ciggé6w ssawnych, znamienne tym, Zze w osadniku

. (1) na powierzchni oczyszczanej cieczy (12) umiesz-

czone s3 plywaki (13) z metalowymi elektrodami
dodatnimi (14), a w dnie osadnika w gbrnej partii
masy filtracyjnej (3) znajduja sie elektrody pozio-
me ujemne (9) umieszczone przemiennie w stosunku
do perforowanych rurociggéw ssawnych (4).
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